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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フルオレン骨格を有する繰り返し単位を（共重合）成分とするガラス転移温度が１７０
℃以上のポリカーボネートを溶液流延法にて成形した透明フィルムであって、
　（ｉ）三次元屈折率が下記式（Ａ）及び（Ｂ）を同時に満足し、
　（ｉｉ）１５０℃２時間熱処理した後の寸法変化率が０．０５％以下であり、
　（ｉｉｉ）飽和吸水率が０．４％以下であり、かつ
　（ｉｖ）４０℃９０％ＲＨにおける水蒸気透過係数が３５ｇ・１００μｍ／ｍ２／ｄａ
ｙ以下であるディスプレイ用透明フィルム。
　　　｜Ｒ（５５０）｜≦２０（ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ）
　　　Ｋ＝｜［ｎｚ－（ｎｘ＋ｎｙ）／２］×ｄ｜≦１００（ｎｍ）　　（Ｂ）
［上記式（Ａ）において、Ｒ（５５０）は波長５５０ｎｍの光に対するフィルムの面内位
相差であり、上記式（Ｂ）において、ｎｘ、ｎｙ、ｎｚはフィルムの厚み方向をｚ軸とし
たｘ軸、ｙ軸、ｚ軸方向の波長５５０ｎｍの光に対する三次元屈折率であり、ｄはフィル
ム厚さである。］
【請求項２】
　少なくとも片面の表面平滑性がＳＲａで１０ｎｍ以下である請求項１記載のディスプレ
イ用透明フィルム。
【請求項３】
　ポリカーボネートが、下記式（１）
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　【化１】

［上記式（１）において、Ｒ１～Ｒ８はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および炭
素数１～６の炭化水素基から選ばれる少なくとも一種である。］
で表される繰り返し単位と、下記式（２）
　【化２】

［上記式（２）において、Ｒ９～Ｒ１６はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および
炭素数１～６の炭化水素基から選ばれ、Ｘは炭素数１～１５の炭化水素基である。］
で表される繰り返し単位とからなるポリカーボネートから主としてなり、かつ上記式（１
）で表される繰り返し単位が全体の１０～９０モル％である請求項１または２記載のディ
スプレイ用透明フィルム。
【請求項４】
　上記式（１）で表される繰り返し単位が、フルオレン－９，９－ジ（３－メチル―４－
フェノール）から誘導されたものである請求項３記載のディスプレイ用透明フィルム。
【請求項５】
　上記式（２）におけるＸが２，２－プロピレン基である請求項３または４記載のディス
プレイ用透明フィルム。
【請求項６】
　１８０℃２時間熱処理した後の寸法変化率が０．１％以下である請求項１～５のいずれ
かに記載のディスプレイ用透明フィルム。
【請求項７】
　波長４５０ｎｍの光に対する面内位相差をＲ（４５０）、波長５５０ｎｍの光に対する
面内位相差をＲ（５５０）としたとき、Ｒ（４５０）／Ｒ（５５０）≦１．０６である請
求項１～６のいずれかに記載のディスプレイ用透明フィルム。
【請求項８】
　上記式（Ｂ）のＫの値が５０ｎｍ以下である請求項１～７のいずれかに記載のディスプ
レイ用透明フィルム。
【請求項９】
　透明フィルム中に残留する溶媒量が該透明フィルム全重量に対して１重量％以下である
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請求項１～８のいずれかに記載のディスプレイ用透明フィルム。
【請求項１０】
　表面平滑性がＳＲａで１０ｎｍ以下である面上に無機材料からなるガスバリア層が積層
されている請求項２に記載のディスプレイ用透明フィルム。
【請求項１１】
　少なくとも片面にガスバリア層と耐薬品性層が積層されていることを特徴とする請求項
１～１０のいずれかに記載のディスプレイ用透明フィルム。
【請求項１２】
　少なくとも片面に透明導電層が積層されている請求項１～１１のいずれかに記載のディ
スプレイ用透明フィルム。
【請求項１３】
　超微小硬度計で計測したとき、硬さが１８以上であり、かつ塑性変形率が５０％以下で
あることを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載のディスプレイ用透明フィルム。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれかに記載の透明フィルムを用いた有機ＥＬ表示素子用基板また
は液晶表示素子用基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示素子、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示素子、特に有機ＥＬ
表示などのフラットパネルディスプレイに用いられる透明高分子フィルムに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示素子や有機ＥＬ表示素子等のフラットパネルディスプレイ分野において
、耐破損性の向上、軽量化、薄型化の要望から、透明高分子からなるプラスチックフィル
ムを従来のガラス基板に置き換える検討が続けられている。しかしながら、プラスチック
は、一般に成型時の歪みに起因する光学異方性を有しており、しかもガスや水蒸気を透過
しやすい。
【０００３】
　液晶表示素子用のプラスチックフィルムには、液晶パネルの製造工程で使用される各種
薬品に対する耐性、配向膜やシール剤の焼成、駆動回路の接続工程で要求される耐熱性が
要求される。このため、光学等方性に優れるプラスチック成形体を基材とし、ガスバリア
層、耐薬品性層、透明導電層を積層したものが用いられている。さらに、近年では、液晶
ディスプレイの表示品位を向上させるために、高精細高容量化ならびに多諧調カラー表示
化の検討がなされている。前者については、高プレチルト角を得るための高温焼成の配向
膜、ファインピッチでかつ良好な接続信頼性が得られる高温圧着の異方導電性膜の使用、
後者については画素電極ならびにカラーフィルターの微細加工が要素技術のひとつになっ
ている。従って、基材のプラスチックフィルムには、前述の要求特性に加えて、いっそう
の高耐熱性と寸法安定性、特に高温加熱後の寸法変化を極力小さくすることが求められて
いる。
【０００４】
　また、有機ＥＬ表示素子用のプラスチックフィルムには、ＥＬ層を形成する表面に極め
て優れた平滑性と、優れたガスバリア性が必要とされ、特に水蒸気バリア性については液
晶表示素子の場合よりも桁違いに優れた性能が要求されている。また、パネルの製造工程
で使用される各種薬品に対する耐性、陰極隔壁やシールの焼成、駆動回路の接続工程で要
求される耐熱性が要求される。
【０００５】
　これに対し、特開昭５９－１５８０１５号公報には、複屈折が小さいポリエーテルサル
フォンフィルムにインジウム酸化物膜を積層したディスプレイ用の透明導電性フィルムの
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記載があるが、該フィルムは耐熱性に優れるものの、熱収縮率が大きく、吸水による寸法
変化が著しく、加熱溶融押し出し成型でフィルムを作製しているため、フィルム表面にダ
イライン、ゲル化物、フィッシュアイ等の欠点が多く、該フィルムでは表示品位に優れる
ディスプレイを実現するのは難しい。また、特開平７－２４６６６１号公報には、位相差
を１０～２０００ｎｍの範囲で調整した１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－アル
キルシクロアルカンならびにその置換体からなるポリカーボネートあるいは、ポリエステ
ルカーボネートをディスプレイ用基板に用いるという記載があるが、該フィルムは耐熱性
には優れるものの、高温加熱後の寸法変化量が大きく、水蒸気バリア性に乏しいため、該
フィルムで表示品位に優れるディスプレイを得るのは困難である。
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、かかる現状に鑑みなされたもので、高精細、高容量、多諧調、カラー表示と
いった表示品位に優れたフラットパネルディスプレイを実現する、優れた光学等方性、耐
熱性、及び寸法安定性をあわせもち、特に表面平滑性と水蒸気バリア性に優れ、高温加熱
後の寸法変化が極めて少なく、ヒートシールコネクターや異方導電性フィルム等の導電粒
子を含む接続材料を用いてプリント配線板を接続した場合に優れた信頼性が得られるディ
スプレイ用透明フィルムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは上記課題を解決するために液晶等のディスプレイ用の高分子材料を鋭意検
討した結果、特定の分子構造を有する高分子材料を用いて高精度な成膜技術により三次元
屈折率を制御することで、極めて優れた耐熱性、光学等方性、寸法安定性、特に高温加熱
後の寸法変化が極めて少なく、表面平滑性が極めて良好なディスプレイ用透明フィルムを
見い出した。
【０００８】
　即ち本発明は、次のとおりである。
１．フルオレン骨格を有する繰り返し単位を（共重合）成分とするガラス転移温度が１７
０℃以上のポリカーボネートを溶液流延法にて成形した透明フィルムであって、（ｉ）三
次元屈折率が下記式（Ａ）及び（Ｂ）を同時に満足し、（ｉｉ）１５０℃２時間熱処理し
た後の寸法変化率が０．０５％以下であり、（ｉｉｉ）飽和吸水率が０．４％以下であり
、かつ（ｉｖ）４０℃９０％ＲＨにおける水蒸気透過係数が３５ｇ・１００μｍ／ｍ２／
ｄａｙ以下であるディスプレイ用透明フィルム。
　　　｜Ｒ（５５０）｜≦２０（ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ）
　　　Ｋ＝｜［ｎｚ－（ｎｘ＋ｎｙ）／２］×ｄ｜≦１００（ｎｍ）　　（Ｂ）
【０００９】
［上記式（Ａ）において、Ｒ（５５０）は波長５５０ｎｍの光に対するフィルムの面内位
相差であり、上記式（Ｂ）において、ｎｘ、ｎｙ、ｎｚはフィルムの厚み方向をｚ軸とし
たｘ軸、ｙ軸、ｚ軸方向の波長５５０ｎｍの光に対する三次元屈折率であり、ｄはフィル
ム厚さである。］
２．少なくとも片面の表面平滑性がＳＲａで１０ｎｍ以下である上記のディスプレイ用透
明フィルム。
３．ポリカーボネートが、下記式（１）
【００１０】
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【化３】

【００１１】
［上記式（１）において、Ｒ１～Ｒ８はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および炭
素数１～６の炭化水素基から選ばれる少なくとも一種である。］
で表される繰り返し単位と、下記式（２）
【００１２】

【化４】

【００１３】
［上記式（２）において、Ｒ９～Ｒ１６はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および
炭素数１～６の炭化水素基から選ばれ、Ｘは炭素数１～１５の炭化水素基である。］
で表される繰り返し単位とからなるポリカーボネートからなり、上記式（１）で表される
繰り返し単位が全体の１０～９０モル％である上記のディスプレイ用透明フィルム。
４．上記式（１）で表される繰り返し単位が、フルオレン－９，９－ジ（３－メチル－４
－フェノール）から誘導されたものである上記のディスプレイ用透明フィルム。
５．上記式（２）におけるＸが２，２－プロピレン基である上記のディスプレイ用透明フ
ィルム。
６．１８０℃２時間熱処理した後の寸法変化率が０．１％以下である上記のディスプレイ
用透明フィルム。
７．波長４５０ｎｍの光に対する面内位相差をＲ（４５０）、波長５５０ｎｍの光に対す
る面内位相差をＲ（５５０）としたとき、Ｒ（４５０）／Ｒ（５５０）≦１．０６である
上記のディスプレイ用透明フィルム。
８．上記式（Ｂ）のＫの値が５０ｎｍ以下である上記のディスプレイ用透明フィルム。
９．透明フィルム中に残留する溶媒量が、該透明フィルム全重量に対して１重量％以下で
ある上記のディスプレイ用透明フィルム。
１０．表面平滑性がＳＲａで１０ｎｍ以下である面上に無機材料からなるガスバリア層が
積層されている上記のディスプレイ用透明フィルム。
１１．少なくとも片面にガスバリア層と耐薬品性層が積層されている上記のディスプレイ
用透明フィルム。
１２．少なくとも片面に透明導電層が積層されている上記のディスプレイ用透明フィルム
。
１３．超微小硬度計で計測したとき、硬さが１８以上であり、かつ塑性変形率が５０％以
下であることを特徴とする上記のディスプレイ用透明フィルム
１４．上記１～１３のいずれかに記載の透明フィルムを用いた有機ＥＬ表示素子用基板ま
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明は、表示品位が極めて高い理想的な液晶ディスプレイを与えるプラスチックフィ
ルム基材を探求する過程で、高いガラス転移温度、低吸水性、水蒸気バリア性及び優れた
光学等方性を兼備するだけでなく、表面平滑性に極めて優れ、高温加熱後の寸法変化が極
めて少なく、駆動回路との接続信頼性に優れるディスプレイ用透明フィルムを提供するに
至ったものである。
【００１５】
　本発明において、優れた光学等方性とは、下記式（Ａ）及び（Ｂ）
　｜Ｒ（５５０）｜≦２０（ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ）
　Ｋ＝｜［ｎｚ－（ｎｘ＋ｎｙ）／２］×ｄ｜≦１００（ｎｍ）　　　　　（Ｂ）
を満たすことをいう。上記式（Ａ）において、Ｒ（５５０）は波長５５０ｎｍの光に対す
るフィルムの面内位相差であり、上記式（Ｂ）において、ｎｘ、ｎｙ、ｎｚはフィルムの
厚み方向をｚ軸としたｘ軸、ｙ軸、ｚ軸方向の波長５５０ｎｍの光に対する三次元屈折率
であり、ｄはフィルム厚さである。
【００１６】
　本発明の透明フィルムは、好ましくは、下記式（Ａ’）及び（Ｂ’）
　｜Ｒ（５５０）｜≦１５（ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ’）
　Ｋ＝｜［ｎｚ－（ｎｘ＋ｎｙ）／２］×ｄ｜≦５０（ｎｍ）　　　　　（Ｂ’）
を満足し、より好ましくは、下記式（Ａ”）及び（Ｂ”）
　｜Ｒ（５５０）｜≦１３（ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ”）
　Ｋ＝｜［ｎｚ－（ｎｘ＋ｎｙ）／２］×ｄ｜≦３０（ｎｍ）　　　（Ｂ”）
を満足する。
【００１７】
　また、フィルムの面内位相差は、光が厚さｄのフィルムを透過したときフィルムの配向
方向とそれに垂直な方向の屈折率の差△ｎとフィルムの厚さｄの積△ｎ・ｄ（ｎｍ）で表
される。なお、この位相差は角度でも表現でき、角度で表現した位相差Ｒ１とｎｍを単位
とした位相差Ｒ２の換算式はＲ１（度）＝（Ｒ２（ｎｍ）／λ）×３６０で表される（λ
は位相差の測定波長）。
【００１８】
　本発明の透明フィルムは、非常に高い耐熱性を有し、高温加熱後の寸法変化が極めて少
なく、１５０℃２時間熱処理した後の透明フィルムの流れ方向における寸法変化率が０．
０５％以下であり、表示品位に優れるディスプレイを提供するものである。寸法変化率は
、流れ方向における１８０℃２時間熱処理した後の寸法変化率が０．１％以下であること
がより好ましい。
【００１９】
　本発明の透明フィルムを構成する熱可塑性ポリマーは、上記の条件を満たすものであれ
ばよく、耐熱性に優れ、１７０℃以上、好ましくは１９０℃以上のガラス転移温度を持ち
、光学特性が良好で、溶液製膜ができるものが好ましい。
【００２０】
　溶液製膜により、ＳＲａが１０ｎｍ以下の表面平滑性が良好なディスプレイ用透明高分
子フィルムが得られる。ここで、ＳＲａは三次元中心面平均粗さで、粗さ表面からその中
心面上に、面積Ｓｍの部分を抜き取り、その抜き取り部分の中心面に直交する軸をＺ軸で
表し、次の式で得られた値をμm単位で表す。
【００２１】
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【数１】

【００２２】
（ただし、Ｌｘ×Ｌｙ＝Ｓｍ）
　ただし、本発明の透明フィルムは、吸水率が低く、非常に高度な品質が求められるディ
スプレイ用に重要である。かかる吸水率が、ＡＳＴＭ　Ｄ５７０に準拠した方法で測定し
た水中２４時間後の吸水率で０．４％以下、好ましくは０．２％以下であるものを選択す
る。また本発明の透明フィルムは、水蒸気バリア性に優れていることが重要である。４０
℃９０％ＲＨにおける水蒸気透過係数が５０ｇ・１００μｍ／ｍ2／ｄａｙ以下、好まし
くは３５ｇ・１００μｍ／ｍ2／ｄａｙ以下であるようなものを選択することが重要であ
る。このような高い水蒸気バリア性を有することにより、液晶パネルや有機ＥＬパネル等
の基板として用いた際に水の影響による素子の劣化を抑制することができる。なお、有機
ＥＬパネルには、発光層に低分子系の材料と高分子系の材料を用いるものがあり、各々の
系で基板上に透明導電膜、ホール輸送層、ＲＧＢ発光層、電子輸送層、メタルカソードの
順で膜を形成するボトムエミッションと呼ばれる方式と、基板上にメタルアノード、ホー
ル輸送層、ＲＧＢ発光層、電子輸送層、カソードの順で膜を形成するトップエミッション
と呼ばれる方式が提案されているが、本発明のフィルムはこれら全ての方式に有用で、さ
らには各々の方式において発光層を形成した基板と発光層を挟み込むようにして用いる封
止用のフィルムとしても有用である。
【００２３】
　このような熱可塑性ポリマーとしては特に制限はないが、耐熱性、溶液流延法による製
膜性、透明性、取り扱い性、バリアー性、機械特性等のバランスが良好であるポリカーボ
ネート、ポリエステル、ポリエステルカーボネートが好ましいものとして挙げられる。
　これらのポリマーは、下記式
【００２４】

【化５】

【００２５】
で表されるフルオレン骨格を有する繰り返し単位を（共重合）成分とするものが、特に上
記特性が良好で、特にガスバリアー性に優れる。これらは２種類以上混合して用いてもよ
い。上記式において、Ｒ1～Ｒ8はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および炭素数１
～６の炭化水素基から選ばれる少なくとも一種である。
【００２６】
　ここで、上記式の（共重合）成分を該高分子中に導入するために用いるモノマーの具体
的な例として、フルオレン－９，９－ジ（４－フェノール）および／または、フルオレン
－９，９－ジ（３－メチル－４－フェノール）が挙げられる。上記式で表される共重合成
分は、全体の１０～９０モル％であることが好ましく、さらに好ましくは３０～８０モル
％である。１０モル％よりも少ない場合は、後述の十分な優れた等方性、耐熱性が得られ
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ず、高温加熱前後の寸法変化も大きくなり、９０モル％よりも多いと光線透過率が低下し
フィルムが脆くなるので好ましくない。
　さらに、本発明の透明フィルムを構成するポリマー材料として、下記式（１）
【００２７】
【化６】

【００２８】
で表される繰り返し単位と、下記式（２）
【００２９】
【化７】

【００３０】
で表される繰り返し単位を共重合成分とし、上記式（１）で表される繰り返し単位が全体
の１０～９０モル％であるポリカーボネートが好ましい。
【００３１】
　上記式（１）において、Ｒ1～Ｒ8はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および炭素
数１～６の炭化水素基から選ばれる少なくとも一種である。炭素数１～６の炭化水素基と
しては、メチル基、エチル基等のアルキル基、フェニル基等のアリール基が挙げられる。
【００３２】
　上記式（２）において、Ｒ9～Ｒ16はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および炭
素数１～６の炭化水素基から選ばれ、Ｘは炭素数１～１５の炭化水素基である。Ｘの具体
例としては、メチレン、１，１－エチレン、２，２－プロピレン、２，２－ブチレン、２
，２－（４－メチル）ペンチレン、１，１－シクロヘキシレン、１，１－（３，３，５－
トリメチル）シクロヘキシレン、ノルボルナン－２，２－ジイル、トリシクロ［５．２．
１．０2,6］デカン－８，８’－ジイル、フェニルメチレン、ジフェニルメチレン、１，
１－（１－フェニル）エチレン、２，２－ヘキサフルオロプロピレン、２，２－（１，１
，３，３－テトラフルオロ－１，３－ジクロロ）プロピレン等が挙げられる。
【００３３】
　特に好ましいポリカーボネートとしては、フルオレン－９，９－ジ（３－メチル－４－
フェノール）から誘導された上記式（１）で表される繰り返し単位（上記式（１）におい
て、Ｒ1～Ｒ8は水素原子（ただし、Ｒ2とＲ3の一方がメチル基であり、Ｒ5とＲ8の一方が
メチル基）であるものに対応）と、Ｘが２，２－プロピレンであり、Ｒ9～Ｒ16がすべて
水素原子である上記式（２）で表される繰り返し単位とを共重合成分とするポリカーボネ
ートである。ここで、上記式（１）で表される繰り返し単位は全体の１０～９０モル％が
好ましく、さらには３０～８０モル％が好ましい。上記式（１）で表される繰り返し単位
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を１０モル％以上にすることで、ガラス転移温度が１７０℃以上となり優れた耐熱性が得
られ、吸水率ならびに水蒸気透過度が小さい。また、鉛筆硬度等で評価できる表面硬度も
格段に向上し、特に高温加熱後の寸法変化が極めて少なくなるためディスプレイ用基板と
して好ましい特性を示すようになる。また、シアノ系の各種液晶に対する耐性も良好とな
るので、液晶ディスプレイ用途で特に有用である。さらに、上記式（１）で表される繰り
返し単位が多くなるにつれて、フィルムの光学等方性が高くなり、３０モル％よりも大き
いポリカーボネートを用いた場合、波長４５０ｎｍの光に対する面内位相差Ｒ（４５０）
と波長５５０ｎｍの光に対する面内位相差Ｒ（５５０）の夫々の値を小さくすることが可
能になり、さらにはＲ（４５０）／Ｒ（５５０）≦１．０６となるため、光学等方性に極
めて優れるフィルムとなる。特に、上記式（１）で表される繰り返し単位を５０モル％以
上含むポリカーボネートを用いてフィルムを成形した場合、後述する溶液流延法でフィル
ムを成形すると、上記式（Ａ）ならびに（Ｂ）を同時に満足することができ、さらに１８
０℃２時間熱処理した後のフィルム寸法変化率が極めて少なく、ＳＲａが１０ｎｍ以下の
表面平滑性が極めて良好なディスプレイ用透明高分子フィルムが得られる。
【００３４】
　更に、上記式（１）で表される繰り返し単位を多くするにつれて、Ｒ(４５０）／Ｒ（
５５０）の値が小さくなり、約５５モル％以上になるとＲ（４５０）／Ｒ（５５０）＜１
の特性を示すようになる。この特性は、特に本発明のディスプレイ用透明フィルムを液晶
表示体に用いる場合、液晶表示体の視野角特性や旋光分散を補償する上で非常に有益であ
る。しかし、上記式（１）で表される繰り返し単位が９０モル％以上になると、光線透過
率が低下し、またフィルムが脆くなるので好ましくない。
【００３５】
　本発明の透明フィルムを構成するポリマー材料として挙げられるポリエステル、ポリエ
ステルカーボネートにおける酸成分としては、炭酸、脂肪族ジカルボン酸、芳香族ジカル
ボン酸を用いることができる。芳香族ジカルボン酸としては、テレフタル酸、イソフタル
酸が好ましい。
【００３６】
　なお、上記ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエステルカーボネートは二種類以上
混合して用いてもよい。
【００３７】
　これら上記のポリカーボネート、ポリエステル、ポリエステルカーボネートの分子量は
、数平均分子量で３０，０００～３００，０００が好ましい。分子量が大きなポリマーほ
ど機械特性ならびに耐熱性が向上するが、大きすぎると成形が難しくなる。
【００３８】
　一般に、フィルムの成形方法には、溶融押出し製膜法と溶液流延製膜法が挙げられるが
、上記式（Ａ）及び（Ｂ）を満足するような光学等方性に優れた本発明の透明フィルムを
得るのに好適な成形方法は、溶液流延法である。溶液流延法は生産性においては溶融押出
し法に劣るが、ダイライン、ゲル化物、フィッシュアイ等の欠点が少なく表面平滑性も溶
融押出し法に比較し遥かに優れている。また、溶液流延法では溶融押出しでは溶融粘度が
高すぎたり着色しやすかったり成形が不可能な高分子量の樹脂でも、用いる溶媒に可溶で
あれば成形が可能であることから、機械特性ならびに耐熱性に優れたフィルムが得られる
。また、溶液流延法では、ダイの特性、キャスティングベルトの状況、乾燥条件およびフ
ィルム張力と搬送条件等を調整することにより、フィルムの三次元屈折率を制御できる。
上記式（Ａ）ならびに（Ｂ）を満足させるためには、成形工程内のフィルムが含有する溶
媒量と乾燥温度ならびにフィルムに加わる張力の調整が特に重要である。フィルムが含有
する溶媒量によりフィルムの見かけ上のＴｇが決まるが、乾燥温度は見かけ上のＴｇ以下
に設定することが好ましい。また、フィルムに加わる張力は、例えばロール巻き取り方式
により成形を行う場合は、フィルム搬送方向の張力が大きくなる傾向があるが、フィルム
搬送方向と垂直方向にも張力を加えることができる装置を用い、両張力に出来るだけ差が
生じない条件でかつ張力を出来る限り抑えて成形することも有効である。
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【００３９】
　溶液流延法では、フィルム中に製膜に使用した溶媒が残存する場合がある。残留溶媒は
フィルムを可塑化させ、ガラス転移温度の低下および機械特性の低下などをもたらす。こ
のため残留溶媒は完全に除去することが好ましく、１重量％以下、より好ましくは０．５
重量％以下にすることが好ましい。なお、フィルムに可塑化剤または界面活性剤等を添加
する場合は、これらの残存量は溶媒残存量に含めない。
【００４０】
　ところで残留溶媒量を低減きせる方法は、主に加熱処理であるが、効果と経済性を考慮
した場合にはジクロロメタン等の低沸点溶媒を、溶液流延法の主溶媒にするのが好ましい
。なお低沸点溶媒に限らず、ジオキソラン等の溶媒を用いることも可能である。
【００４１】
　本発明の透明フィルムの厚さは、各種ディスプレイに加工された時の表示品位と、基板
を成形する工程での取り扱いやすさと、ディスプレイ組立て工程での取り扱いやすさ、さ
らには溶液流延製膜時の製膜効率の観点から、２０～５００μｍ、好ましくは５０～４０
０μｍ、さらには好ましくは７０～２００μｍである。また、本発明の透明フィルムに透
明導電層からなる電極を設けて液晶ディスプレイ用電極として使用する場合、液晶セルの
ギャップ斑が表示品位を劣化させるため、フィルムの厚み斑を±５％以下にすることが好
ましく、さらには±２．５％以下にするのが好ましい。
【００４２】
　本発明のディスプレイ用透明フィルムは、水蒸気透過係数が小さく高い水蒸気バリア性
を有するが、必要に応じて、該透明フィルムの少なくとも片面に、酸素と水分の浸入を防
御するガスバリア層、ハードコート層等の架橋構造を有する耐薬品層、透明導電層等を形
成することができる。特に、前述のＳＲaが１０ｎｍより小さい、より好ましくは５ｎｍ
より小さい表面平滑性に優れる表面上に、後述の無機材料をガスバリア層として積層する
と、いっそうガスバリア性を高めることができる。
【００４３】
　ガスバリア層の例としては、ポリビニルアルコール、エチレン－ビニルアルコール共重
合体等のポリビニルアルコール系重合体、ポリアクリロニトリル、スチレン－アクリロニ
トリル共重合体等のポリアクリロニトリル系共重合体、あるいはポリビニリデンクロリド
等の公知の高分子コーティング材料と、Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ、ＭｇおよびＺｒ等から選ばれ
た少なくとも１種の金属あるいは２種以上の金属混合物の酸化物、フッ化物、窒化物ある
いは酸窒化物の無機材料が挙げられる。なかでも、Ｓｉの酸化物、窒化物、酸窒化物を主
成分とする無機材料が透明性とガスバリア性に優れ好ましい。また、珪素と酸素が主成分
である酸化ケイ素、あるいは珪素と酸素が主成分であり、少なくともフッ素、マグネシウ
ムを含有し、かつ珪素とフッ素が化学結合している薄膜が、ガスバリア性、透明性、表面
平滑性、膜応力が少ないという点で好ましい。ここで、珪素原子に対する酸素原子の割合
は１．５以上２未満が好ましい。この割合により薄膜の透明性とガスバリア性が二律背反
性の関係で変化し、１．５未満ではディスプレイ用途で要求される透明性が得られないこ
とがある。さらに、フッ素原子は珪素ならびにマグネシウムと化学結合しており、フッ素
原子と珪素原子の結合（Ａ）とフッ素原子とマグネシウムの結合（Ｂ）の割合が（Ａ）＞
（Ｂ）であることが好ましく、かつガスバリア層中に含まれるマグネシウムの比率は、共
存する珪素に対し元素比で２．５～２０ａｔｏｍ％の範囲が好ましい。このような割合に
することで、良好なガスバリア性、透明性は勿論のこと、特に膜応力を小さくできると推
定され、したがって、ガスバリア層の膜厚を厚くしてもディスプレイ用透明フィルムの変
形が少なくできる。ガスバリア膜中に存在するフッ素元素の化学結合状態は、例えばＸ線
光電子分光法により分析、決定される。Ｘ線光電子分光法において、Ｘ線源にＡｌのＫα
線を用い、中性炭素Ｃ１ｓの２８４．６ｅＶで横軸を補正した際、フッ素の化学結合状態
は、６８７ｅＶ近傍に観測されるフッ素と珪素の結合に由来するＦ１ｓピーク（Ａ）とこ
れより約１．５ｅＶ低結合エネルギー側に観測されるフッ素とマグネシウムの結合に由来
するＦ１ｓピーク（Ｂ）の存在ならびに、これらの強度比により決定される。
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【００４４】
　ガスバリア層の作成方法としては、例えばスパッタ法、真空蒸着法、イオンプレーティ
ング法、プラズマＣＶＤ法等の気相中より材料を堆積させて膜形成する気相堆積法が挙げ
られる。これらのガスバリア層は単独あるいは二種類以上組み合わせて、目標とする性能
が発現できる厚さに設定して用いる。特に、無機薄膜材料をガスバリア層として用いる場
合の膜厚は、２ｎｍ～１μｍの範囲が好ましい。ガスバリア層の厚みが２ｎｍ未満では均
一に膜を形成することは困難であり、膜が形成されない部分が発生するため気体透過度が
大きくなる。一方、１μｍよりも厚くなると透明性を欠くだけでなく、基板を屈曲させた
際に、ガスバリア層にクラックが発生して気体透過度が上昇する。
【００４５】
　これらのガスバリア層は単独あるいは二種類以上組み合わせて、目標とする性能が発現
できる厚さに設定して用いる。
【００４６】
　また耐薬品層としては、ポリシロキサン系樹脂の架橋構造体、アクリル系樹脂の架橋構
造体、エポキシ系樹脂の架橋構造体等を公知の塗工法および硬化法を用いることにより形
成できる。ここで耐薬品性はパネル組立て時の溶剤や化学薬品に対する耐久性を付与する
ことが目的であり、耐アルカリ性、耐酸性、およびＮ－メチルピロリドン等の有機溶剤に
対する安定性を十分に確保できる材料と硬化条件を選定する事が好ましい。ガスバリア層
および耐薬品層を相互に積層させる場合には、各層間の接着性を向上させる目的で適宜プ
ライマー層を設ける事ができる。プライマー層としてはシランカップリング剤等を含むシ
リコン系材料、アクリル系材料、アクリル－ウレタン系材料あるいはアルコキシチタン等
を含む材料を用いることができる。耐薬品層の膜厚は、概して０．０１～２０μｍの範囲
から適宜選択することができる。また、本発明のディスプレイ用透明フィルムを液晶表示
素子あるいは有機ＥＬ表示素子に用いる場合は、基板の液晶層あるいはＥＬ層側に積層す
る耐薬品層の表面は、前述の透明フィルムの表面平滑性と同等なＳＲａが得られるように
コーティング液の調整および塗工方法の条件を選択することが好ましい。
【００４７】
　本発明のディスプレイ用透明フィルムは、その用途に応じて透明導電層を形成し、例え
ば電極とすることができる。透明導電層としては、公知の金属膜、金属酸化物膜等が適用
できるが、中でも、透明性、導電性、機械的特性の点から、金属酸化物膜が好ましい。例
えば、不純物としてスズ、テルル、カドミウム、モリブテン、タングステン、フッ素、亜
鉛、ゲルマニウム等を添加した酸化インジウム、酸化カドミウム及び酸化スズ、不純物と
してアルミニウムを添加した酸化亜鉛、酸化チタン等の金属酸化物膜が挙げられる。なか
でも、インジウム酸化物を主成分とし、酸化錫及び酸化亜鉛からなる群から選ばれた１種
以上の酸化物を含むことを特徴とし、酸化錫が２～２０重量％及び／または酸化亜鉛が２
～２０重量％含有する透明導電層が透明性、導電性が優れており好ましく用いられる。ま
た、本発明のフィルムを有機ＥＬに用いる場合、透明導電層の仕事関数を制御して発光効
率を向上させる目的で、インジウム酸化物を主成分とし、酸化錫及び酸化亜鉛からなる群
から選ばれた１種以上の酸化物を含む膜に、さらに錫、亜鉛以外の元素を添加してもよい
。
【００４８】
　透明導電層を形成する方法は、主にスパッタリング法が使用され、直流スパッタリング
法、高周波マグネトロンスパッタリング法、イオンビームスパッタリング法などが適用で
きるが、生産性の観点から、マグネトロンスパッタ法が好ましい。透明導電層の膜厚は、
十分な導電性を得るために、１０～１０００ｎｍであることが好ましい。本発明のディス
プレイ用透明高分子フィルムは、可視光領域に対する全光線透過率が８０％以上であるこ
とが好ましく、さらには８５％以上が好ましい。８０％未満では、視認性の低下を招く等
の問題が生じることがある。
【００４９】
　本発明におけるディスプレイ用透明フィルムの硬さおよび塑性変形率は、例えば市販の
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（株）エリオニクス、（株）島津製作所、（株）アカシ、日本電気（株）等の微小硬度計
にて測定される。例えば（株）エリオニクス社製のＥＮＴ－１１００においては、測定条
件は最大荷重５０ｍｇｆ、データ取り込みステップ０．２ｍｇｆ、データ取り込み間隔４
０ｍｓｅｃ、最大荷重到達時荷重保持時間１ｓｅｃ、使用圧子は先端素材がダイヤモンド
である三角錐（１１５°）、各荷重につき５回連続測定を行なった時の平均であり、サン
プルは金属の試料台に東亜合成（株）社製瞬間接着剤、アロンアルファ（２０１）で固定
し、２５℃の雰囲気下で２４時間放置した後、測定を行なうものである。上記以外の測定
条件によっても、硬さや塑性変形率を測定することはできるが、使用する圧子の磨耗状況
などによっては硬さにばらつきが生じる可能性がある。従って、硬さや塑性変形率を測定
する前にはあらかじめ一定の硬さを示すもの、例えば単結晶のシリコンウエハーなどを用
いて、測定値が常に一定であることを確認する必要がある。特に、測定荷重を上記以外で
行った場合、圧子の先端形状の違いにより同一サンプルでも測定値にバラツキが見られる
ため、測定に際しては可能な限り上記測定方法に準拠した方法で測定、比較することが好
ましい。
【００５０】
　なお硬さは、下記式［I］で与えられる値である。また、塑性変形率は、下記式［II］
で与えられる値である。
　硬さ＝３．７９２６×１０-2×最大荷重／（最大変位量）2　　　　［I］
　（硬さ：ｋｇ／ｍｍ2、最大荷重：ｍｇ、最大変位量：μｍ）
　塑性変形率＝除荷後変位量／最大変位量×１００　　　　　　　　　［II］
　（塑性変形率：％、除荷後変位量：μｍ、最大変位量：μｍ）
【００５１】
　硬さが１８以上で、かつ塑性変形率が５０％以下の範囲を満たす本発明のディスプレイ
用透明フィルムは、例えばＨＳＣ（ヒートシールコネクター）やＡＣＦ（異方導電性フィ
ルム）を用いてプリント配線基板と接続した際に、極めて良好な接続信頼性を確保するこ
とができる。また、特に本発明のディスプレイ用透明フィルムを液晶に応用した際には、
液晶パネル内部に配したスペーサーに基板が変形する量がすくなくなり、斑の少ない均一
な表示特性の液晶パネルを得ることが可能となる。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明によれば、フルオレン骨格を有するポリカーボネートを用い、３次元屈折率が特
定の条件を満たすように成形することで、光学等方性ならびに耐熱性に優れ、高温加熱後
の寸法変化が極めて少なく、ヒートシールコネクターや異方導電性フィルム等の導電粒子
を含む接続材料を用いてプリント配線板を接続した場合に優れた信頼性が得られる透明フ
ィルムを提供することができる。
【００５３】
　かかる透明フィルムは、高精細、高容量、多諧調、カラー表示といった液晶や有機ＥＬ
その他の表示品位に優れたフラットパネルディスプレイに特に有用である。
【実施例】
【００５４】
　以下、実施例を挙げ、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は、かかる実施例に
限定されるものではない。なお、実施例中、部および％は、特に断らない限り重量基準で
ある。また、実施例中における各種の測定は、下記のとおり行った。
（１）全光線透過率：日本電色工業社製ＣＯＨ－３００Ａを用いて測定した。
【００５５】
（２）水蒸気透過係数：ＭＯＣＯＮ社製、パーマトランＷ１Ａを用いて、４０℃９０％Ｒ
Ｈ雰囲気下における水蒸気透過度を測定し、サンプルの膜厚から水蒸気透過係数を算出し
た。
【００５６】
（３）リターデーション値、三次元屈折率：偏光板用保護フィルムの複屈折△ｎと膜厚ｄ
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の積である位相差および三次元屈折率の値は、分光エリプソメーターである日本分光（株
）製の商品名「Ｍ１５０」により測定した。リターデーション値は入射光線とフィルム表
面が直交する状態で測定した。また、三次元屈折率は波長５５０ｎｍの入射光線とフィル
ム表面の角度を変えることにより、各角度での位相差値を測定し、公知の屈折率楕円体の
式でカーブフィッティングすることにより三次元屈折率であるｎｘ、ｎｙ、ｎｚを求め、
｜（ｎｚ－（ｎｘ＋ｎｙ）／２）×２｜を算出した。
【００５７】
（４）寸法変化率：幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍのサイズフィルムサンプルを、夫々フィ
ルムの流れ方向（ＭＤ）と幅方向（ＴＤ）に沿って切り出し、電子マイクロメーターで長
さを精密に測定した後、１５０℃２時間ならびに１８０℃２時間で加熱処理し、２５℃５
０％ＲＨの環境下で１時間以上放置した後の長さを精密に測定し、加熱前後の長さの差を
加熱前の長さで割った値を％で算出した。
【００５８】
（５）残留溶媒量：測定するポリマーのガラス転移温度よりも５℃低い温度で、測定サン
プルの重量減少がなくなるまで加熱し、初期のサンプル重量との差を初期のサンプル重量
で割った値を％で算出した。
【００５９】
（６）ポリマー分子量：ＧＰＣでテトラヒドロフランを移動相に、カラム温度４０℃で測
定を行い、較正曲線試料としてポリスチレンを用い、数平均分子量を算出した。
【００６０】
（７）フィルム膜厚：アンリツ社製の電子マイクロで測定した。
【００６１】
（８）ガラス転移温度：ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製「ＤＳＣ２９２０ｍｏｄｕｌ
ａｔｅｄ　ＤＳＣ」を用いて測定した。
【００６２】
（９）吸水率：　ＡＳＴＭ　Ｄ５７０に準拠した方法により、フィルムを２５℃の水中に
２４時間浸漬した後の重量変化から見積った。
【００６３】
（１０）硬さ測定：（株）エリオニクス社製の超微小硬度測定装置、ＥＮＴ－１１００を
用いて薄膜の硬さを測定した。測定条件は最大荷重５０ｍｇｆ、データ取り込みステップ
０．２ｍｇｆ、データ取り込み間隔４０ｍｓｅｃ、最大荷重到達時荷重保持時間１ｓｅｃ
、使用圧子は先端部がダイヤモンドからなる三角錐（１１５°）、各荷重につき５回連続
測定を行なった時の平均であり、サンプルは金属の試料台に東亜合成（株）社製瞬間接着
剤、アロンアルファ（２０１）で固定し、２５℃の雰囲気下で２４時間放置した後、測定
を行なうものである。硬さは、下記式［I］で与えられる値である。
　硬さ＝３．７９２６×１０-2×最大荷重／（最大変位量）2　　　　［I］
　（硬さ：ｋｇ／ｍｍ2、最大荷重：ｍｇ、最大変位量：μｍ）
塑性変形率測定：塑性変形率は上記硬さ測定と同一、同様の測定によって得られる除荷後
変位量と、最大変位量から下記式［II］で与えられる値である。
　塑性変形率＝除荷後変位量／最大変位量×１００　　　　　　　　　［II］
　（塑性変形率：％、除荷後変位量：μｍ、最大変位量：μｍ）
【００６４】
（１１）ＡＣＦ接続試験：日立化成（株）社製のＡＣＦを用いて、本発明のディスプレイ
用透明フィルムとプリント配線板を、１５０℃、３０ｋｇ／ｃｍ2で接続し、初期接続信
頼性を調べた。さらに、熱衝撃試験を－２０℃から６０℃まで５００回繰り返し、接続不
良となるかを調べた。
【００６５】
（１２）表面平滑性の評価
　表面平滑性は、小坂研究所社製の増幅支持装置ＳＥ３ＣＫ、解析装置ＳＰＡ－１１（株
）用いて測定し、カットオフ０．０８ｍｍ、走査ピッチ２μｍ、記録ピッチ２ｍｍ、測定
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長１ｍｍ、走査本数８０本の条件で測定しＳＲａを算出した。ここで、ＳＲａは三次元中
心面平均粗さで、粗さ表面からその中心面上に、面積Ｓｍの部分を抜き取り、その抜き取
り部分の中心面に直交する軸をＺ軸で表し、次の式で得られた値をμm単位で表す。
【００６６】
【数２】

【００６７】
（ただし、Ｌｘ×Ｌｙ＝Ｓｍ）
【００６８】
（１３）有機ＥＬ素子の作成
　透明導電層が形成された本発明のディスプレイ用透明フィルムの透明導電層をフォトリ
ソグラフィー法により、表示電極を形成した。次に透明電極上に真空蒸着法により、正孔
輸送層としてトリフェニルアミン誘導体であるＴＰＤ（Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェ
ニル）１，１’－ビフェニル－４，４’－ジアミン）を５０ｎｍ積層し、次に発光層とし
てＡｌｑ３（トリス－（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム）を５０ｎｍの厚さに蒸
着させた。さらにマグネシウムと銀をこの上に２００ｎｍの厚さに蒸着させ金属電極とし
有機ＥＬ層を形成した。続いて、透明導電層が形成する前の、上記のＥＬ層を形成したデ
ィスプレイ用フィルムと同じフィルムを用い、透明導電層を形成する側の面上に紫外線硬
化型のシール剤を塗布した後、有機ＥＬ層を形成した前述のフィルムの有機ＥＬ面を内側
にして両基板を貼り合わせ、紫外線照射により有機ＥＬ層を封止した。本有機ＥＬ素子に
電圧を印加し発光の有無を確認した。
【００６９】
　なお、後掲の化合物名は以下の略号を用いた。
ＢｉｓＡ：２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン
ＢＣＦ：９，９－ビス（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）フルオレン
ＩＰ：３，３，５－トリメチル－１，１－ジ（４－フェノール）シクロヘキシリデン
ＩＴＯ：インジウム－スズ酸化物
ＥＣＨＥＴＭＯＳ：２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン
ＡＰＴＭＯＳ：３－アミノプロピルトリメトキシシラン
ＥＶＯＨ：エチレンビニルアルコール共重合体（クラレ製「エバール」）
ＤＣＰＡ：ジメチロールトリシクロデカンジアクリレート（共栄社化学社製「ライトアク
リレートＤＣＰ－Ａ」）
ＵＡ：ウレタンアクリレート（新中村化学製「ＮＫオリゴＵ－１５ＨＡ」）
【００７０】
　［実施例１］
　ビスフェノール成分がＢｉｓＡ／ＢＣＦ＝７０／３０からなる平均分子量３７，０００
でＴｇが１９３℃のポリカーボネート樹脂をメチレンクロライドに２０重量％になるよう
に溶解した。そしてこの溶液をダイコーティング法により厚さ１７５μｍのポリエステル
フィルム上に流延した。次いで、乾燥炉で残留溶媒濃度が１３重量％になるまで乾燥し、
ポリエステルフィルムから剥離した。そして、得られたポリカーボネートフィルムを温度
１８０℃の乾燥炉で縦横の張力にできるだけ差が生じないように、かつフィルムを保持し
うる最小限の張力でバランスさせながら、該フィルム中の残留溶媒濃度が０．３重量％に
なるまで乾燥させた。
【００７１】
　こうして得られた透明フィルムの特性を表１に示す。ディスプレイ用基材フィルムとし
て有用であることがわかった。
【００７２】
　［実施例２］
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　ＢｉｓＡ／ＢＣＦ＝５０／５０（モル比）でＴｇが２１１℃のポリカーボネート共重合
体からなる厚み１２０μmの透明フィルムを用いる以外は、実施例１と同様にしてディス
プレイ用フィルムを得た。得られたフィルムの評価結果は表１に示すように良好であった
。
【００７３】
　［実施例３］
　ＢｉｓＡ／ＢＣＦ＝３３／６７（モル比）でＴｇが２２８℃のポリカーボネート共重合
体からなる厚み１４０μmの透明高分子フィルム（Ｓ）を用いる以外は、実施例１と同様
にしてディスプレイ用透明フィルムを得た。得られたフィルムの評価結果は表１に示すよ
うに良好であった。
【００７４】
　［実施例４］
　実施例３で得られたポリカーボネートフィルムの片面上に、ポリシロキサン系樹脂層を
与えるコーティング組成物をコーティングし、１３０℃３分熱処理を行い、厚みが０．０
５μｍのポリシロキサン系樹脂層を形成した。なお、ポリシロキサン系樹脂を与えるコー
ティング組成物は、水７２０重量部、２－プロパノール１０８０重量部の混合溶媒に、酢
酸８８重量部を加えた後、ＥＣＨＥＴＭＯＳ６４０重量部とＡＰＴＭＯＳ１５４重量部を
順次加えて３時間攪拌して得た。次いで、ポリシロキサン樹脂層上に、スパッタリング法
により、厚さ３５０ÅのＳｉＯ2膜からなるガスバリア層を積層した。
【００７５】
　さらに、ガスバリア性を有する耐薬品層を形成するコーティング組成物を以下のように
調整した。
【００７６】
　ＥＶＯＨ１００部を、水７２０部、ｎ－プロパノール１０８０部の混合溶媒に加熱溶解
させ、均一溶液を得た。この溶液にレベリング剤（東レダウコーニング社製「ＳＨ３０Ｐ
Ａ」を０．１部、酢酸３９部加えた後、ＥＣＨＥＴＭＯＳ２１１部を加え１０分間撹拌し
た。更にこの溶液にＡＰＴＭＯＳ７７部を加えて３時間撹拌しコーティング組成物を得た
。このコーティング組成物を、ポリカーボネートフィルムの、ポリシロキサン系樹脂層と
ＳｉＯ2からなるガスバリア層が積層されたフィルムの両面上にコーティングし、１３０
℃３分熱処理を行い、厚みが２μｍの耐薬品層を形成した。
【００７７】
　ついで、該フィルムのガスバリア層（ＳｉＯ2）が積層された面と反対側の面に、ＩＴ
Ｏをスパッタリング法により、厚さ１２０ｎｍで形成することによりディスプレイ用フィ
ルムを得た。得られたフィルムの評価結果は表１に示すように良好であった。
【００７８】
　［実施例５］
　ＩＴＯの直下に、以下のような方法にて厚み４μｍで耐薬品層を形成した以外は、実施
例４と同様にしてディスプレイ用透明フィルムを得た。
【００７９】
　ＤＣＰＡを２０重量部、ＵＡを１０重量部、１－メトキシ－２－プロパノールを３０重
量部、開始剤として１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンを２重量部を混合しコ
ーティング組成物を得た。この組成物をコーティングし、６０℃１分間加熱した後、高圧
水銀灯を用い積算光量７００ｍＪ/ｍ2で光硬化を行い耐薬品層として硬化樹脂層を形成し
た。
【００８０】
　得られたディスプレイ用透明フィルムの評価結果は表１に示すように良好であった。
【００８１】
　［実施例６］
　実施例３に記載の透明フィルムの片面に実施例４と同様な条件で、スパッタリング法に
より、厚さ５００ÅのＳｉＯ2膜からなるガスバリア層を積層し、さらに該ガスバリア層
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上に、実施例４と同様な条件でＩＴＯをスパッタリング法により、厚さ１２０ｎｍで形成
することによりディスプレイ用透明フィルムを得た。得られたフィルムの評価結果は表３
に示すように良好であった。
【００８２】
　［実施例７］
　実施例２に記載の透明フィルムの両面に実施例４と同様な条件で、スパッタリング法に
より、厚さ５００ÅのＳｉＯ2膜からなるガスバリア層を積層し、さらに該ガスバリア層
の一方の面上に、実施例４と同様な条件でＩＴＯをスパッタリング法により、厚さ１２０
ｎｍで形成することによりディスプレイ用透明フィルムを得た。得られたフィルムの評価
結果は表３に示すように良好であった。
【００８３】
　［実施例８］
　ＩＴＯを形成する前に実施例４と同様な条件で、スパッタリング法により厚さ５００Å
のＳｉＯ2膜からなるガスバリア層を積層した以外は、実施例４と同様にディスプレイ用
透明フィルムを得た。得られたフィルムの評価結果は表３に示すように良好であった。
【００８４】
【表１】

【００８５】
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　［比較例１］
　ＢｉｓＡのみからなるＴｇが１５５℃のポリカーボネートを用い、乾燥炉の温度を１４
５℃にした以外は、実施例１と同様にして透明フィルムを得た。
　得られたフィルムの評価結果は表２に示すように、透明性は良好であるが、耐熱性、光
学等方性に劣り、水蒸気透過係数も大きく、なによりも加熱後の寸法変化が大きい結果と
なった。
【００８６】
　［比較例２］
　ＢｉｓＡ／ＩＰ＝４０／６０からなるＴｇが２０５℃のポリカーボネート共重合体を用
いる以外は、実施例１と同様にして透明フィルムを得た。
【００８７】
　得られたフィルムの評価結果は表２に示すように、耐熱性や透明性は良好であるが、光
学等方性に劣り、水蒸気透過係数も大きく、加熱後の寸法変化が大きい結果となった。
【００８８】
　［比較例３］
　ＢｉｓＡのみからなるＴｇが１５５℃のポリカーボネートを用い、乾燥炉の温度を１４
５℃にした以外は、実施例７と同様にしてディスプレイ用透明フィルムを得た。得られた
透明導電性基板の評価結果は表２に示すように透明性は良好であったが、透明電極にクラ
ックが入りＡＣＦ接続信頼性が初期から不良であった。また、有機ＥＬ素子点灯試験にお
いては、初期の発光は認められるものの、室温２４時間放置後に点灯不良が生じた。
【００８９】
　［比較例４］
　溶融押し出し成型法にて透明フィルムを得た以外は、実施例７と同様にしてディスプレ
イ用透明フィルムを得た。得られた透明導電性基板の評価結果は表２に示すように透明性
は良好であったが、透明電極にクラックが入りＡＣＦ接続信頼性が初期から不良であった
。また、有機ＥＬ素子点灯試験においては、初期から点灯不良が生じた。
【００９０】
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【表２】

【００９１】
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